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ПЛАН РАБОТЫ ЦКП «СИНХРОТРОН» 
1. Исследование наноразмерных слоев, полученных в результате проведения FEOL и BEOL процессов при производстве микросхем на основе кремния:  
– измерение элементного состава объема материалов и структур методом рентгеновского микроанализа;

– измерения профиля распределения концентрации элементов по глубине пленки методом электронной оже-спектроскопии;

 – измерение двумерного распределения элемента по поверхности образца и по глубине методом вторично-ионной масс-спектроскопии; 

– измерение линейных размеров топологических элементов интегральных схем. 
2. Исследование элементного состава поверхности и объема отдельных кристаллов и  микросхем, а также  проведение профильного анализа и структуры границ радела слоев микросхем, полученных на основе GaN,   GaAs  и др. материалов:  
– измерение двумерного распределения элемента по поверхности образца и по глубине методом вторично-ионной масс-спектроскопии;

– измерение элементного состава объема материалов и структур методом рентгеновского микроанализа;

– измерение линейных размеров топологических элементов интегральных схем; 

– структурные исследования материалов, наногетероструктур и границ раздела гетерослоев;
– измерение линейных размеров элементов нанометрового диапазона слоев скола структур на кремниевой подложке.

3. Исследование элементного состава и структуры алмазоподобных пленок:
–  топографический анализ поверхности оптическим методом, атомно-силовым методом и методом растровой электронной микроскопии;   
– измерение элементного состава объема материалов и структур методом рентгеновского микроанализа;
– измерение двумерного распределения элемента по поверхности образца и по глубине методом вторично-ионной масс-спектроскопии;

– структурные исследования материалов, наногетероструктур и границ раздела гетерослоев.
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